
多角プラズマ表面修飾・改質
真空装置

ジャパンクリエイト株式会社
4号館 小間番号 4-E32

分類

サイズ 100 μm 50 μm 10 μm 5 μm 1 μm

装飾品・半導体

食品・医薬品

化粧品・化学製品

ナノ材料

触媒

表面修飾・改質

高機能化 ・ 新機能の付与

《多角バレルプラズマ表面修飾・改質法》
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